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Abgasreinigungs system 

Die Erfindung betrifft ein Abgasreinigungssystem zur Entsor- 
15 gung von umweltschadlichen und/oder toxischen ProzeBabgasen, 
mit einem Reaktionsraum, dem eine Plasmaquelle zugeordnet ist 
und bei dem im Reaktionsraum durch eingekoppelte Anregungs- 
energie ein Plasma ausgebildet ist, wobei dieser Reaktionsraum 
mindestens einen Eingang fur die Einspeisung und einen AuslaJ3 
20 fur die im Reaktionsraum behandelten ProzeBabgase aufweist. 

Fur die Reinigung von umweltschadlichen und/oder toxischen 
ProzeBabgasen, wie z.B. von Abgasen die aus Prozessen der 
Halbleiterf ertigung wie CVD- , LP-CVD-, Atz- oder Plasmaprozes- 
sen stammen, sind unterschiedliche Verfahren bekannt geworden. 
In den uberwiegenden Fallen kommen Verfahren zum Einsatz, bei 
denen die ProzeBabgase verbrannt und/oder thermisch zersetzt 
werden. AnschlieBend werden die thermisch behandelten ProzeB- 
abgase durch einen Wascher geleitet, in dem die festen 
30 und/oder loslichen Reaktionsprodukte mit Hilfe eines Sorp- 
tionsmittels aus den Abgasen herausgewaschen werden. 

Eine derartige Vorrichtung zur Reinigung von Abgasen ist aus 
der WO 96/23173 bekannt geworden, Diese Vorrichtung enthalt 
35 einen Brennraum, in dem ein Brenner angeordnet ist und dem 
Brenngas, Sauerstoff oder Luft und das zu zersetzende ProzeB- 
abgas zugefuhrt werden. Oberhalb des Brennraumes befindet sich 
ein Waschraum mit einer Spruhduse zum Versprlihen des Sorp- 
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tionsmittels . Der Brennraum befindet sich dabei innerhalb 
eines aufleren Rohres und wird durch ein inneres Rohr begrenzt, 
wobei das auflere Rohr auch den oberhalb des Brennraumes be- 
findlichen Waschraum umschlieJ3t . 

5 

Die im Brennraum entstehenden Reaktionsprodukte werden zwi- 
schen dem inneren und dem auJJeren Rohr in den Waschraum und 
von dort uber eine Absaugung in die Umgebungsluf t geleitet. 

10 Mit einer derartigen Abgasreinungsanlage konnen die verschie- 
densten Gase, wie z.B. SiH 4 , PH 3 , B 2 H 8 , TEOS ( Tetraethoxysilan ) 
aus CVD-Prozessen, C 2 F 6 , CF 4 , CH 3 F, Cl 2 , BC1 3 aus Trocken- 
atzprozessen und aus anderen Prozessen mit sehr hoher Ef fekti- 
vitat entsorgt werden. Voraussetzung ist, da/3 die ProzeBpara- 

15 meter jeweils auf die Art und Menge des zu reinigenden ProzeB- 
abgases abgestimmt werden, so daJ3 sichergestellt ist, daJ3 die 
Verbrennung bzw. die thermische Zersetzung unter Sauerstoff- 
uberschuB erfolgt. 

20 Nachteilig sind bei derartigen Abgasreinigungsanlagen die 
relativ hohen Betriebskosten und der hohe Medienverbrauch . 
Auch ist von Nachteil, daJ3 viele verschiedene Medien (Brenn- 
gase, Sauerstoff ) benotigt werden und da/3 recht hohe Installa- 
tionskosten zu verzeichnen sind, Weiterhin erfordert der Ein- 
satz von brennbaren Gasen eine besondere Sorgfalt. 

f 

Urn diese Probleme zu umgehen, ist versucht worden, flir die 
Abgasentsorgung Niederdruckplasmen nutzbar zu machen, wie 
beispielsweise in der EP-A-0821 995 der Einsatz einer Hohlka- 

30 todenentladung vorgeschlagen worden ist. Der Nachteil hierbei 
ist, daJ3 ein Eingriff in das Vakuumsystem der Beschichtungs- 
oder Atzanlage nicht zu umgehen ist, so daJ3 die Abgasentsor- 
gung den vorgeordneten HalbleiterprozeB negativ beeinflussen 
kann. Soli das vermieden werden, muJ3te ein zusatzliches ko- 

35 stenintensives Vakuumsystem und eventuell ein Pufferraum zur 
Zwischenspeicherung der Prozefiabgase realisiert werden. 



Gunstiger ware die Verwendung einer Plasmaquelle, die unter 
Atmospharendruck arbeiten kann. Derartige Plasmaquellen werden 
mit einer Anregungsf requenz im Mikrowellenbereich betrieben 
und konnen ein nicht thermisches (kaltes) Plasma erzeugen. 

Die Verwendung eines solchen Plasmas fur die Entsorgung von 
umweltschadlichen oder toxischen Verbindungen wurde bereits 
vorgeschlagen . 

Als nachteilig ist hierbei anzusehen, da/3 sich die erzeugten 
Plasmen haufig einschniiren. Aufierdem wird das erreichbare 
Plasmavolumen durch Abschirmef f ekte begrenzt. Dadurch ist auch 
die entsorgbare Abgasmenge begrenzt, so da/3 die bei den ubli- 
chen Kombinationssystemen (Verbrennen/ thermisches Zersetzen 
und nachf olgendes Waschen) erreichbaren Abgasmengen nicht 
erreicht werden konnen. Daruberhinaus konnen die Plasmapara- 
meter nicht so weit modifiziert werden, da/3 samtliche und 
insbesondere die in der Halbleiterindustrie eingesetzten Abga- 
se mit hohem Wirkungsgrad entsorgt werden konnen. Das bedeu- 
tet, da/3 ein von den Kombinationssystemen her bekannter Wa- 
scher zusatzlich erforderlich ist. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Abgas- 
reinigungssystem zu schaffen, bei dem unter Verwendung einer 
auch bei Atmospharendruck arbeitenden Plasmaquelle eine effek- 
tive und kostengunstige Entsorgung von umweltschadlichen 
und/oder toxischen ProzeBabgasen ermoglicht wird. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Auf gabenstellung wird bei 
einem Abgasreinigungssystem der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, da/3 der Ausla/3 des Reaktionsraumes mit einer Flussig- 
keitsstrahlpumpe verbunden ist, da/3 die Flussigkeitsstrahlpum- 
pe im Reaktionsraum einen Unterdruck erzeugt und da/3 die Abga- 
se gemeinsam mit der durch die Fliissigkeitsstrahlpumpe gelei- 
teten Flussigkeit und mit dieser vermischt aus dem Reaktions- 
raum geleitet werden. 



Durch den erf indungsgemaBen Einsatz der Fliissigkeits- 



strahlpumpe kann im Reaktionsraum ein Unterdruck im Bereich 
von Atmospharendruck bis < 100 mbar erzeugt werden. Gleich- 
zeitig werden durch die Flussigkeitsstrahlpumpe die sich nach 
Durchlaufen des Plasmas noch im Abgasstrom befindlichen fe- 
sten, gasformigen und fliissigen Schadstoffe ausgewaschen • 

Durch die Moglichkeit, den Druck im Reaktionsraum in einem 
weiten Bereich zu variieren, konnen die Plasmabedingungen so 
angepaBt werden, dafl die Umsetzung der ProzeBabgase zu un- 
schadlichen Abgasen moglichst vollstandig erfolgt. Allgemein 
gilt, daJ3 eine Verringerung des Druckes zu einer Erhohung des 
Plasmavolumens fiihrt, aber andererseits das Abgasvolumen er- 
hoht wird, so daJ3 die Verweilzeit verringert wird. 

Es ist darauf zu achten, da/3 eine Plasmaquelle eingesetzt 
wird, die durch ihre Konstruktionsmerkmale im geforderten 
Druckbereich ein moglichst groflvolumiges homogenes Plasma 
ausbilden kann und die im Dauerbetrieb einsetzbar ist. 

In Fortfuhrung der Erfindung weist die Flussigkeitsstrahlpumpe 
einen groJ3en Querschnitt auf , urn einerseits das erf orderliche 
Saugvermogen zu erzeugen und urn andererseits Verstopf ungen 
durch feste Bestandteile des Abgases vorzubeugen. Auch wird 
dadurch eine besonders gute Durchmischung der durch die Flus- 
sigkeitsstrahlpumpe geleiteten Flussigkeit mit dem aus dem 
Reaktionsraum austretenden Abgas erreicht. 

Der durch die Flussigkeitsstrahlpumpe im Reaktionsraum er- 
zeugte Unterdruck liegt im Bereich von 10 mbar bis Atmospha- 
rendruck. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die Flus- 
sigkeitsstrahlpumpe mit einem Sorptionsmittel betrieben, wobei 
die Flussigkeitsstrahlpumpe Bestandteil eines Flussigkeits- 
kreislaufes fur das Sorptionsmittel ist. Auf diese Weise kon- 
nen die Medienkosten wesentlich reduziert werden. 
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Der Flussigkeitskreislauf weist weiterhin eine regelbare 
Kreislauf pumpe zur Regelung der Fordermenge des Sorptions- 
mittels auf, so da/3 durch die Regelung der Fordermenge des 
Sorptionsmittels der durch die Fllissigkeitsstrahlpumpe er- 
5 zeugte Unterdruck geregelt werden kann. 

Die Kreislauf pumpe ist bevorzugt als druckluf tbetriebene Mem- 
branpumpe ausgebildet, da dadurch einerseits eine groBe For- 
derleistung erreicht und andererseits eine lange Lebensdauer 
10 garantiert werden kann. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Reak- 
tionskammer wenigstens mit einer Zufuhrung fiir Zusatzgase 
versehen. Derartige Zusatzgase konnen Sauerstoff und/oder 
15 wasserstoff, Wasserdampf aber auch andere Gase sein. Mit die- 
sen Zusatzgasen kann eine Erhohung der Entsorgungsef f ektivitat 
erreicht werden. 

Bevorzugt werden Plasmaquellen, die im Mikrowellenbereich 
2 0 arbeiten, da hier bei relativ hohen Drlicken aufgrund der sehr 
hohen Anregungsf requenz von beispielsweise 2,45 GHz und der 
damit verbundenen hohen Felddichten ein Nicht-Gleichgewichts- 
Plasma (nicht thermisches Plasma) erzeugt werden kann, wobei 
die Mikrowellenleistung beispielsweise bei max. 5 kW liegt. 

Unter dem Nicht-Gleichgewichts-Plasma ist zu verstehen, daJ3 
eine Anzahl hochreaktiver bzw. hochenergetischer Teilchen 
existiert, ohne daJ3 die mittlere Temperatur des Abgases tiber- 
maflig hoch ist. Auf diese Weise werden unerwlinschte Reaktio- 
30 nen, wie z.B. die Bildung von Stickoxiden, verhindert. 

Obwohl es ausreichend ist, die Fllissigkeitsstrahlpumpe mit 
reinem Wasser als Sorptionsmittel zu betreiben, kann es in 
einigen Fallen sinnvoll sein, bestimmte Stoffe zuzusetzen, urn 
35 die Effektivitat des Auswaschens zu verbessern. Aus diesem 
Grund ist in einer weiteren Fortflihrung der Erfindung im Flus- 
sigkeitskreislauf nach der Fllissigkeitsstrahlpumpe eine pH- 
Elektrode vorgesehen, die mit einem Regler verbunden ist, der 



f 



6 

eine Dosierpumpe zur Zudosierung von Lauge oder Saure in den 
Fllissigkeitskreislauf ansteuert. So ist es vorteilhaft, ein 
basisches Sorptionsmittel zuzudosieren, wenn beispielsweise 
saure Gase (HF, HC1) ausgewaschen werden sollen. 

5 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daJ3 die Fliissigkeitsstrahlpumpe und der Fllissig- 
keitskreislauf mit einem Vorratsgef aJ3 fur die Sorptionsf lus- 
sigkeit verbunden ist und da/3 an dem Vorratsgef aJ3 eine Saug- 
10 leitung angeschlossen ist, die mit einer Absaugung fur das 
gereinigte Abgas verbunden ist. 

Es ist weiterhin von Vorteil, wenn in der Absaugleitung wenig- 
stens ein Aerosolf ilter angeordnet ist, der feste und/oder 
15 flussige Aerosole aus dem Abgas zuriickhalt. 

Nachfolgend soli die Erfindung an einem Ausf uhrungsbeispiel 
naher erlautert werden. In der zugehorigen Zeichnungsf igur ist 
eine praktische Ausfuhrung eines erf indungsgemaBen Abgasreini- 
20 gungssystems schematisch dargestellt. 

Das Abgasreinigungssystem besteht aus einem senkrecht angeord- 
neten Reaktionsraum 1, der an seinem oberen Ende mit einer 
Plasmaquelle 2 verbunden ist. Diese Plasmaquelle 2 ist dabei 
so angeordnet, daB deren Energie in den Reaktionsraum einge- 
koppelt werden kann. Als Plasmaquelle 2 kommt eine Mikrowel- 
lenquelle in Betracht, die bei einer Frequenz von 2,45 GHz 
arbeitet und eine Leistung bis zu 5 kw erzeugen kann. 

3 0 Der Reaktionsraum 1 weist weiterhin an seinem oberen Ende 
einen oder mehrere Eingange 4 fur zu entsorgende ProzeBabgase 
sowie eine oder mehrere Zufuhrungen 5 fur Zusatzgas auf. Als 
Zusatzgase kommen Sauerstoff und/oder Wasserstoff bzw. Wasser- 
dampf in Betracht, mit denen eine Verbesserung der Entsor- 

35 gungsef f ektivitat erreicht werden kann. 

Das untere Ende des Reaktionsraumes 1 ist mit einem AuslaB 17 
versehen, der mit der Saugseite einer Fliissigkeitsstrahlpumpe 
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3 verbunden ist. Die Flussigkeitsstrahlpumpe 3 ist Bestandteil 
eines Fliissigkeitskreislauf es in dem eine Kreislauf pumpe 6 
angeordnet ist. Die Kreislauf pumpe 6 ist vorzugsweise als 
druckluf tbetriebene Membranpumpe ausgebildet, welche die als 
5 Sorptionsmittel fur die fllissigen, festen oder loslichen Be- 
standteile des Abgases verwendete Fllissigkeit aus einem 
Vorratsgef aB 7 saugt und zu der Flussigkeitsstrahlpumpe 3 
f ordert • 

10 Die Flussigkeitsstrahlpumpe 3 hat die Funktion, in dem Re- 
aktionsraum 1 einen Unterdruck zu erzeugen und weiterhin die 
Aufgabe, das in dem Plasma behandelte Abgas aus dem Reaktions- 
raum 1 zu fordern. Die GroBe des von der Flussigkeitsstrahl- 
pumpe 3 erzeugten Unterdruckes hangt von der Menge der einge- 

15 speisten Gase und der geforderten Flussigkeitsmenge ab. 

Urn beispielsweise bei 300 slm Abgas einen Absolutdruck von 100 
mbar zu erreichen, werden Sorptionsmittelmengen von ca. 50 
1/min bei einem Druck von 3 bar benotigt. Diese Parameter 
20 mussen von der Kreislauf pumpe 6 realisiert werden, urn den 
gesamten Druckbereich ausnutzen zu konnen. 

Der Druck im Reaktionsraum 1 wird durch einen Drucksensor 8 
gemessen, dessen elektrisches Signal liber einen Regler 9 die 
Kreislauf pumpe 6 so ansteuert, daB der Druck im Reaktionsraum 
auf dem vorgegebenen Wert konstant gehalten werden kann. 

Das Sorptionsmittel hat in der Flussigkeitsstrahlpumpe 3 einen 
intensiven Kontakt zum bereits das Plasma durchlaufene Abgas, 
30 entfernt dabei feste und losliche Bestandteile aus dem Abgas 
und flieBt von der Flussigkeitsstrahlpumpe 3 in das Vorrats- 
gefaB 7 zurlick. 

In diesem RlickfluB befindet sich eine pH-Elektrode 10, die den 
35 pH-Wert der vorbeistromenden Sorptionsf liissigkeit miBt und 
liber einen Regler 11 eine Dosierpumpe 12 ansteuert, mit deren 
Hilfe Lauge oder Saure in den Fliissigkeitskreislauf dosiert 
werden kann, urn den pH-Wert auf einem vorgegebenen Wert kon- 
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stant zu halten. 

Das im Reaktionsraum 1 im Plasma umgesetzte und in der Fllis- 
sigkeitsstrahlpumpe 3 mit dem Sorptionsmittel behandelte Abgas 
verlaBt das Vorratsgef a/3 7 iiber eine Saugleitung 13, die mit 
5 einer nicht dargestellten Absaugung verbunden ist. 

In der Saugleitung 13 sind ein oder mehrere Aerosolf ilter 14 
untergebracht , die feste und/oder fllissige Aerosole zurlickhal- 
ten. Diese Aerosolf ilter 14 konnen kontinuierlich oder diskon- 
10 tinuierlich gereinigt werden, indem liber eine oder mehrere 
Spruhdusen 15 Wasser und/oder Sorptionsmittel eingespeist 
wird. Dieses Wasser bzw. Sorptionsmittel flieBt in das Vorra- 
tasgefa/3 7 zurlick, so daB die Menge des Sorptionsmittels im 
Flussigkeitskreislauf standig vergroftert wird. 

15 

Urn ein Uberlaufen zu vermeiden, wird am Boden des Vorrats- 
gefaJ3es 7 das verbrauchte Sorptionsmittels gemeinsam mit fe- 
sten Bestandteilen mittels einer Pumpe 16 abgesaugt. 

2 0 Mit diesem beschriebenen Abgasreinigungssystem wird eine hohe 
Reinigungsef f ektivitat sowohl flir Fluorkohlenstof f verbindun- 
gen, als auch flir die sonst in der Halbleiterf ertigung libli- 
chen Gase wie z.B. SiH 4 , PH 3 , NF 3 und NH 3 erzielt, wenn im 
Druckbereich von ca. 400 mbar und einer Mikrowellenleistung 
bis ca. 5 kW gearbeitet wird. Als Zusatzgase werden Wasser- 
dampf aber auch Sauerstoff und Wasserstoff eingespeist. Zur 
Neutralisation der insbesondere bei der Umsetzung der Fluor- 
kohlenstof f verbindungen oder NF 3 entstehenden sauren Gase (HF) 
wird Kalilauge verwendet. 
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Abgasreinigungssystem 
Bezugszeichenliste 

1 Reaktionsraum 

2 Plasmaquelle 

3 Flussigkeitsstrahlpumpe 

4 Eingang fur ProzeBabgase 

5 Zusatzeingang flir Zusatzgas 

6 Kreislauf pumpe 

7 Vorratsgef aJ3 

8 Drucksensor 

9 Regler 

10 pH-Elektrode 

11 Regler 

12 Dosierpumpe 

13 Saugleitung 

14 Aerosolf ilter 

15 Spruhdlise 

16 Pumpe 

17 AuslaB 
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Abgasreinigungssystem 
Patentansprliche 

1. Abgasreinigungssystem zur Entsorgung von umweltschadlichen 
und/oder toxischen ProzeBabgasen , mit einem Reaktionsraum, 
dem eine Plasmaquelle zugeordnet ist und bei dem im Re- 
aktionsraum durch eingekoppelte Anregungsenergie ein Plas- 
ma ausgebildet ist, wobei dieser Reaktionsraum mindestens 
einen Eingang fur die Einspeisung und einen AuslaB fur die 
im Reaktionsraum behandelten ProzeBabgase aufweist, d a - 
durch gekennzeichnet, dai3 der AuslaB 
(17) des Reaktionsraumes (1) mit einer Flussigkeits- 
strahlpumpe (3) verbunden ist, da/3 die Flussigkeits- 
strahlpumpe (3) im Reaktionsraum (1) einen Unterdruck 
erzeugt und daB die in dem Plasma behandelten Abgase ge- 
meinsam mit der durch die Fllissigkeitsstrahlpumpe (3) 
geleiteten Flussigkeit und mit dieser vermischt aus dem 
Reaktionsraum (1) geleitet werden. 

2. Abgasreinigungssystem nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Fllissigkeitsstrahl- 
pumpe (3) einen gro/3en Querschnitt aufweist. 

3. Abgasreinigungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch 

gekennzeichnet, da/3 der durch die Fllissig- 
keitsstrahlpumpe (3) im Reaktionsraum (1) erzeugte Unter- 



druck im Bereich von 10 mbar bis Atmospharendruck liegt. 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 die Fliissigkeitsstrahl- 
pumpe (3) mit einem Sorptionsmittel betrieben wird. 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Fllissigkeitsstrahl- 
pumpe (3) Bestandteil eines Fliissigkeitskreislauf es flir 
das Sorptionsmittel ist. 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dai3 der Fliissigkeitskreislauf 
eine regelbare Kreislauf pumpe (6) zur Regelung der Forder- 
menge des Sorptionsmittels aufweist. 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 die Kreislauf pumpe (6) 
als druckluf tbetriebene Membranpumpe ausgebildet ist. 

Abgasreinigungssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, da!3 die Re- 
aktionskammer (1) wenigstens mit einem Zusatzeingang (5) 
fiir Zusatzgase versehen ist. 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 der Zusatzeingang (5) mit 
einer Quelle fiir Sauerstof f und/oder Wasserstof f verbunden 
ist . 

Abgasreinigungssystem nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 der Zusatzeingang (5) mit 
einer Quelle fur Wasserdampf verbunden ist. 

Abgasreinigungssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Plas- 
ma im Reaktionsraum (1) als nicht-thermisches Plasma aus- 
gebildet ist. 
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12. Abgasreinigungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 11 , 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anre- 
gungsf requenz des Plasmas im Mikrowellenbereich liegt. 

13. Abgasreinigungssystem nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Anregungsf requenz des 
Plasmas bei 2,45 GHz liegt. 

14. Abgasreinigungssystem nach den Anspruchen 11 bis 13, d a - 
durch gekennzeichnet, daJ3 die Mikrowel- 
lenleistung der Plasmaquelle bis 5 kw betragt. 

15. Abgasreinigungssystem nach einem der Ansprliche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dafi im Fllis- 
sigkeitskreislauf nach der Fliissigkeitsstrahlpumpe (3) 
eine pH-Elektrode (10) angeordnet ist, die mit einem Reg- 
ler (9) verbunden ist, der eine Dosierpumpe (12) zur Zudo- 
sierung von Lauge oder Saure in den Flussigkeitskreislauf 
ansteuert . 

16. Abgasreinigungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
Fliissigkeitsstrahlpumpe (3) und der Flussigkeitskreislauf 
mit einem VorratsgefaB (7) fur die Sorptionsf liissigkeit 
verbunden ist und daJ3 an dem Vorratsgef aJ3 (7) eine Saug- 
leitung (13) angeschlossen ist, die mit einer Absaugung 
fur das gereinigte Abgas verbunden ist. 

17. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 in der Saugleitung (13) 
wenigstens ein Aerosolf ilter (14) angeordnet ist. 
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Abgasreinigungssystem 
Zusammenf as sung 

Die Erfindung betrifft ein Abgasreinigungssystem zur Entsor- 
gung von umweltschadlichen und/oder toxischen ProzeBabgasen , 
mit einem Reaktionsraum (1) , dem eine Plasmaquelle (2) zu- 
geordnet ist und bei dem im Reaktionsraum (1) durch eingekop- 
pelte Anregungsenergie ein Plasma ausgebildet ist, wobei die- 
ser Reaktionsraum (1) mindestens einen Eingang (4) fiir die 
Einspeisung und einen AuslaB (17) flir die im Reaktionsraum 
behandelten ProzeBabgase aufweist. 

Durch die Erfindung liegt soil ein Abgasreinigungssystem ge- 
schaffen werden, bei dem unter Verwendung einer auch bei Atmo- 
spharendruck arbeitenden Plasmaquelle eine effektive und ko- 
stenglinstige Entsorgung von umweltschadlichen und/oder toxi- 
schen ProzeBabgasen ermoglicht wird. 

Erf indungsgemaB ist der AuslaB (17) des Reaktionsraumes (1) 
mit einer Fllissigkeitsstrahlpumpe (3) verbunden, die im Re- 
aktionsraum (1) einen Unterdruck erzeugt. Die Abgase mit dem 
Plasma behandelten Abgase werden gemeinsam mit der durch die 
Flussigkeitsstrahlpumpe (3) geleiteten Fliissigkeit und mit 
dieser vermischt aus dem Reaktionsraum (1) geleitet. (Fig.) 



